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Beschreibung
Gebiet der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Bereitstellen eines Prozessgases in einer Beschich-
tungseinrichtung, die eine Verdampfungseinrichtung
fur flissige oder feste Ausgangsstoffe aufweist, die
in einem Quellengehause angeordnet ist. Mittels ei-
ner ersten Gaszuleitung wird in das Quellengeh&u-
se ein flissige oder feste Aerosolpartikel aufweisen-
des Aerosol eingespeist. Die Aerosolpartikel werden
dort verdampft. Der Dampf tritt durch einen Gasaus-
trittskanal aus dem Quellengehause aus. Mittels ei-
ne Transportleitung wird der von der Verdampfungs-
einrichtung gebildete Dampf in eine Prozesskammer
eingespeist, in der sich ein Gasauslassorgan befin-
det, durch welches der Dampf austritt, um auf ei-
nem in der Prozesskammer insbesondere auf einem
gekuhlten Suszeptor angeordneten Substrat zu kon-
densieren.

Stand der Technik

[0002] Die WO 2012/175128 A1 beschreibt ei-
ne Verdampfungsvorrichtung, die in Strémungsrich-
tung eines Aerosols zwei hintereinander angeord-
nete Warmedbertragungskérper aufweist. Die bei-
den Warmedlbertragungskérper werden von elek-
trisch leitenden Festkdrperschdumen gebildet, die
durch Hindurchleiten eines elektrischen Stroms be-
heizt werden. Ahnliche Vorrichtungen beschreiben
die WO 2012/175124 A1, WO 2010/175126 A1,
DE 102011 051261 A1 oder DE 102011 051 260 A1.

[0003] Aus der US 4,769,296 und US 4,885,211 ist
die Fertigung von lichtemittierenden Dioden (OLED)
aus organischen Ausgangsstoffen bekannt. Zur Fer-
tigung von OLEDs missen feste oder flissige Aus-
gangsstoffe in eine Gasform gebracht werden. Dies
erfolgt mit einem Verdampfer.

[0004] Eine Vorrichtung zum Abscheiden von
OLEDs beschreibt die DE 10 2014 115 497 A1. Be-
schrieben wird dort eine Vorrichtung zum Bereitstel-
len eines Prozessgases in einer Beschichtungsein-
richtung, bei dem ein fliissiger oder fester Ausgangs-
stoff von einer Verdampfungseinrichtung verdampft
wird. Der von einem Tragergas transportierte Dampf
wird durch einen ersten Gasaustrittskanal aus dem
Quellengehduse heraus in eine Transportleitung ge-
leitet. Eine zweite Gaszuleitung miindet in die Trans-
portleitung zum Austritt eines zweiten Gasstroms, mit
dem der erste, den Dampf beinhaltende Gasstrom
verdinnt wird.

[0005] Die DE 102014 109 196 beschreibt eine Vor-
richtung zum Erzeugen eines Dampfes aus einem
festen oder flissigen Ausgangsstoff fir eine CVD-
oder PVD-Einrichtung, bei der ein erster Gasstrom
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mittels ersten Zuleitungen in ein Quellengehduse ein-
gespeist wird. Die erste Gaszuleitung wird von Roh-
ren ausgebildet, deren offene Enden in einem War-
meubertragungskdrper minden. Stromabwarts die-
ses Warmetubertragungskoérpers befinden sich weite-
re Warmedubertragungskdrper, die jeweils durch Hin-
durchleiten von elektrischem Strom aufgeheizt wer-
den.

[0006] Die us 2010/0206231 A1,
US 2010/0012036 A1, JP 0800823 A und
EP 2819 150 A2 beschreiben labyrinthartige Dichtun-
gen bzw. Rickdiffusionsbarrieren, die stromabwaérts
einer Prozesskammer eines CVD-Reaktors innerhalb
einer Gasableitung angeordnet sind, um eine Rick-
diffusion in die Prozesskammer zu vermeiden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung zum Bereitstellen eines Prozessga-
ses gebrauchsvorteilhaft weiterzubilden.

[0008] Gel6st wird die Aufgabe zunachst und im We-
sentlichen durch eine Vorrichtung zum Bereitstellen
eines Prozessgases in einer Beschichtungseinrich-
tung mit einem Gehause und einem darin angeordne-
ten, eine Verdampfungseinrichtung fur flissige oder
feste Ausgangsstoffe beinhaltenden Quellengehau-
se, mit einer ersten Gaszuleitung in das Quellenge-
hause zum Erzeugen eines ersten Gasstromes durch
das Quellengehduse, mit einem ersten Gasaustritts-
kanal zum Austritt des ersten Gasstroms aus dem
Quellengehduse in eine Transportleitung, mit einer
zweiten Gaszuleitung in das Gehause zum Erzeu-
gen eines zweiten Gasstroms durch das Gehduse au-
Rerhalb des Quellengehduses und mit einem zwei-
ten Gasaustrittskanal zum Austritt des zweiten Gas-
stroms aus dem Gehdause in die Transportleitung, der
den ersten Gasaustrittskanal umgibt und in dem eine
Ruckdiffusionsbarriere angeordnet ist.

[0009] Die Unteranspriiche stellen nicht nur vorteil-
hafte Weiterbildungen einer derartigen Vorrichtung,
sondern auch eigenstandige Losungen dieser Aufga-
be dar.

[0010] Folgende Merkmale sind jeweils fur sich, aber
auch in Kombination vorgesehen, um die Aufgabe zu
I6sen beziehungsweise die oben angegebene Vor-
richtung technisch zu optimieren: Im Bereich des
zweiten Gasaustrittskanals kann sich das Quellen-
gehause geringfligig gegeniber dem es aufnehmen-
den Gehduses verlagern, was mit einer Verande-
rung des Abstandes zweier sich gegeniiberliegenden
Waénde des zweiten Gasaustrittskanales einhergeht.
Die Rickdiffusionsbarriere |asst eine derartige Rela-
tivverlagerung zu. Die Rickdiffusionsbarriere besteht
aus mehreren Barriereelementen. Ein erstes Barrie-
reelement kann am Quellengehduse befestigt sein.
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Ein zweites Barriereelement kann an dem das Quel-
lengehduse umgebenden Vorrichtungsgehduse be-
festigt sein. Eine Wand des zweiten Gasaustrittska-
nals wird von einem Bestandteil des Quellengeh&u-
ses und eine weitere Wand des zweiten Gasaus-
trittskanals von einem Bestandteil des Vorrichtungs-
gehauses gebildet. Im Querschnitt besitzt der zwei-
te Gasaustrittskanal eine Ringform, wobei die radi-
al innenliegende Kanalwand vom Quellengehuse
und die radial auRenliegende Kanalwand vom Vor-
richtungsgehéduse gebildet sind. Ein erstes, am Quel-
lengehause befestigtes Barriereelement besitzt einen
freien Rand, mit dem es von der gegenuberliegenden
Wand des zweiten Gasaustrittskanals beabstandet
ist. Ein zweites Barriereelement ist am Vorrichtungs-
gehause befestigt und besitzt einen freien Rand,
der von der gegeniberliegenden Wand des Gas-
austrittskanals beabstandet ist. Die beiden Barriere-
elemente kénnen sich relativ zueinander verlagern.
Es ist vorgesehen, dass sich die beiden Barriereele-
mente dichtend beriihren. Sie kénnen scherend an
BerlUhrungsflachen entlanggleiten. Zumindest eines
der Barriereelemente kann gasdurchldssig sein. Das
gasdurchlassige Barriereelement kann eine Vielzahl
von Gasdurchtritts6ffnungen aufweisen. Die Gasbar-
riereelemente kbnnen von ringscheibenférmigen Kor-
pern gebildet sein. Ein erstes Barriereelement, das
mit dem Quellengehause verbunden ist, besitzt einen
radial inneren Rand, bei dem es sich um einen festen
Rand handelt, mit dem es am Quellengehduse befes-
tigt ist, und einen radial duReren Rand, bei dem es
sich um einen freien Rand handelt. Ein zweites Bar-
riereelement besitzt einen radial dueren Rand, der
ein fester Rand ist, mit dem das Barriereelement am
Vorrichtungsgehause befestigt ist. Es besitzt einen
freien Rand, der von der gegenuberliegenden Wand
des zweiten Gasaustrittskanals beabstandet ist. Die-
se beiden bevorzugten Barriereelemente sind somit
entweder unbeweglich am Quellengehduse, aber ge-
genuber dem Vorrichtungsgehduse oder unbeweg-
lich am Vorrichtungsgehause, aber beweglich gegen-
Uber dem Quellengehduse befestigt. Es ist vorge-
sehen, dass ein nicht gasdurchlassiges Barriereele-
ment mit zwei voneinander wegweisenden Flachen
jeweils beruhrend an einem Gasaustrittséffnungen
aufweisenden Barriereelement anliegt. Das gasun-
durchlassige Barriereelement kann am Vorrichtungs-
gehause befestigt sein. Die beiden Gasaustrittsoff-
nungen aufweisenden Barriereelemente kdnnen am
Quellengehduse befestigt sein. Es ist aber auch ei-
ne umgekehrte Zuordnung mdglich. Die Barriereele-
mente kdnnen flache, ringférmige Kérper sein, die
in Strdmungsrichtung des zweiten Gasstromes ab-
wechselnd berihrend aneinander liegen. Derartige
Barriereelemente sind abwechselnd an sich gegen-
Uberliegenden Wanden des zweiten Gasaustrittska-
nals befestigt, bevorzugt abwechselnd am Quellen-
gehause oder am Vorrichtungsgehduse. Das Quel-
lengehause kann sich gegentiber dem Vorrichtungs-
gehduse in der Ebene, in der sich die Barriereele-
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mente gegeneinander verlagern kdnnen, bewegen.
Eine derartige Bewegung kann durch eine Wéarme-
ausdehnung beim Aufheizen der Verdampfungsein-
richtung verursacht werden. Die Gasaustrittsoffnun-
gen sind derart ausgebildet und angeordnet, dass
sie bei einer Relativverlagerung der Barriereelemen-
te zueinander nicht verschlossen werden. Insbeson-
dere ist vorgesehen, dass der Abstand der Gasdurch-
tritts6ffnungen eines gasdurchlassigen Barriereele-
mentes vom freien Rand des Barriereelementes gro-
Rer ist als der Abstand des freien Randes zum fes-
ten Rand eines gasundurchlassigen Barriereelemen-
tes. Diese beiden Barriereelemente sind sich gegen-
einander verlagerbaren Wanden des zweiten Gas-
austrittskanals zugeordnet, so dass auch in den ex-
tremen relativen Verlagerungsstellungen der beiden
Waénde des Gasaustrittskanals keine Gasdurchtritts-
offnung verschlossen ist, aber gewahrleistet ist, dass
sich die sich gegeneinander verlagernden Barriere-
elemente Uberlappen. Hierzu ist insbesondere vorge-
sehen, dass die Summe aus dem Abstand des frei-
en Randes zum festen Rand eines gasundurchlas-
sigen Barriereelementes und der Abstand des frei-
en Randes des gasdurchlassigen Barriereelemen-
tes von seinem festen Rand gréRer ist der maxi-
mal mdgliche Abstand der beiden, die Barriereele-
mente haltenden Wandungen des zweiten Gasaus-
trittskanals. Hierdurch ist sichergestellt, dass sich zu-
mindest zwei Barriereelemente auch bei einer ma-
ximalen Verlagerung des Quellengehauses gegen-
Uber dem Vorrichtungsgehduse Uber die gesamte
Umfangserstreckung des zweiten Gasaustrittskana-
les Uberlappen. Das Quellengehduse kann eine un-
tere Stirnseite aufweisen, an der ein Barriereelement
befestigt ist. Diese untere Stirnseite umgibt die Off-
nung des ersten Gasaustrittskanals, durch den ein
erster Gasstrom, der den Dampf beinhaltet, austritt.
Diese Offnung bzw. der Stirnrand wird von einem im
Wesentlichen rohrférmigen Abschnitt des Quellenge-
hauses ausgebildet. Die radiale Innenwand des rohr-
férmigen Abschnittes bildet eine Wandung des ersten
Gasaustrittskanals. Die radial nach aul’en weisen-
de Wandung des rohrférmigen Abschnittes bildet ei-
ne Wandung des zweiten Gasaustrittskanals. In Stro-
mungsrichtung stromabwarts der Miindung des ers-
ten Gasaustrittskanals befindet sich ein Spaltraum,
der eine Transportleitung ringférmig umgibt. In die-
sen Spaltraum munden die Gasdurchtrittséffnungen
der Diffusionsbarriere. Mit einer Heizeinrichtung, ins-
besondere zum Aufheizen von Festschaumkdrpern,
die die Verdampfungseinrichtung bilden, kann die
Verdampfungseinrichtung bzw. das Quellengehduse
auf eine Temperatur aufgeheizt werden, die grofier
ist, als eine Temperatur, auf der das Vorrichtungs-
gehduse gehalten wird. Die Vorrichtung besitzt so-
mit ein erstes Gehduse, in welchem eine Gasdurch-
tritts6ffnung angeordnet ist und welches eine hdhe-
re Temperatur aufweisen kann, als ein zweites Ge-
hause, welches das erste Gehduse umgibt und wel-
ches mit einem Spllgas durchstrémt wird, das sich
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in einer Transportleitung mit dem das erste Geh&u-
se durchstromenden Gasfluss mischt, wozu zur Ver-
meidung einer Rickdiffusion aus der Transportlei-
tung in den das erste Gehduse umgebenden Volu-
menbereich des zweiten Gehduses eine Rickdiffusi-
onsbarriere vorgesehen ist, durch die der einen zwei-
ten Gasstrom bildende Spilgasstrom hindurchtreten
muss. Gasdurchtrittséffnungen der Rickdiffusions-
barriere fihren zu lokal vergréRerten Strémungsge-
schwindigkeiten. Die Verdampfungseinrichtung be-
sitzt einen Warmeilbertragungskérper, der eine Off-
nung aufweist, in welcher ein Zuleitungsrohr steckt.
Die Mindung des Zuleitungsrohres befindet sich in
einem stromaufwartigen Bereich eines zweiten War-
medbertragungskérpers. Zwischen den beiden War-
meubertragungskdrpern kann ein Zwischenraum vor-
gesehen sein. Hinsichtlich der Ausgestaltung einer
derartigen Verdampfungseinrichtung wird auf den In-
halt der DE 10 2014 109 196 verwiesen, der voll-
inhaltlich mit in den Offenbarungsgehalt dieser An-
meldung eingeschlossen wird. Ein Zuleitungssystem,
mit dem der in einer Verdampfungseinrichtung er-
zeugte Dampf durch mehrfaches Verdinnen in ei-
ne Prozesskammer eines Reaktors eingeleitet wird,
beschreibt die DE 10 2014 115 497, deren Offen-
barungsgehalt voll in den Offenbarungsgehalt die-
ser Patentanmeldung einbezogen wird. Gemal ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung besitzt die Vorrich-
tung drei Ringe, von denen zumindest zwei Ringe
auf einer Kreisbogenlinie gleichmaRig verteilte Lo6-
cher aufweisen, die Gasdurchtrittséffnungen ausbil-
den. Die Ringe sind Ubereinander angeordnet und
abwechselnd aul’en und innen zentriert. Damit wird
eine Ruckdiffusion verhindert und es werden Toleran-
zen hinsichtlich der zentrischen Lage des Quellenge-
hauses gegeniber des Vorrichtungsgehduses aus-
geglichen. Durch die gleichmaRige Anordnung der
Gasdurchtrittséffnung bildet sich eine gleichmaRige
Strémungsverteilung aus. Die Vorrichtung dient zum
Verdampfen von fliissigen oder pulverférmigen Ma-
terialien und besteht aus einer Verdampfungseinheit,
die in einem ersten Gehduse angeordnet ist. Ein
zweites Gehause kapselt das erste Gehause und be-
sitzt Gehdusewénde, die von den Wanden des ersten
Gehdauses beabstandet sind, so dass sich ein Hohl-
raum ausbildet, der das erste Gehduse umgibt. Das
erste Gehaduse besitzt einen Gasaustrittskanal zum
Austritt des ersten, den Dampf enthaltenden Gas-
stroms. Dieser Gasaustrittskanal bildet eine Sammel-
zone, in der sich der gebildete Dampf sammelt und
durch die das verdampfte Material hindurchgefihrt
wird zu einer Schnittstelle, an welche der zweite Gas-
strom eingespeist wird. Mit dem zweiten Gasstrom
wird die Schnittstelle derart gesplilt, dass kein Rick-
fluss des Dampfes in den Hohlraum des zweiten Ge-
héuses stattfinden kann, der das erste Geh&duse um-
gibt. Die Ruckdiffusionsbarriere ist derart ausgebil-
det, dass eine Temperaturanderung im Bereich des
ersten Gehauses zu keiner Anderung des Gasflus-
ses in die Schnittstelle fuhrt. Es ist eine Vorrichtung
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fur die Gasflussregelung vorgesehen. Hierzu kénnen
Massenflussregler oder dergleichen verwendet wer-
den. Die von Ringelementen gebildeten Barriereele-
mente kdnnen formschlissig aufeinander liegen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bei-
geflgter Zeichnungen im Detail erlautert. Es zeigen:

[0012] Fig. 1 einen Schnitt durch eine durch ein Zen-
trum Z einer Vorrichtung gelegten Schnitt,

[0013] Fig. 2 den Schnitt gemal Ausschnitt Il in
Fig. 1,

[0014] Fig. 3 den Schnitt gemaR Ausschnitt Il in
Fig. 1,

[0015] Fig. 4 den Schnitt gemaf der Linie V-1V in
Fig. 1,

[0016] Fig. 5 perspektivisch aufgebrochen einen
Ausschnitt der in Fig. 1 im Querschnitt dargestellten
Vorrichtung,

[0017] Fig. 6 eine Darstellung gemaf Fig. 2, jedoch
mit einem exzentrischen Versatz und

[0018] Fig. 7 eine Darstellung gemaf Fig. 3 mit dem
exzentrischen Versatz.

Beschreibung der Ausflihrungsformen

[0019] Die in den Zeichnungen dargestellte Vor-
richtung ist eine Dampfquelle zur Verwendung in
einer CVD- oder PVD-Einrichtung, wie sie in der
DE 10 2014 109 196 beschrieben wird beziehungs-
weise wie sie als Systemkomponente in einer CVD-
oder PVD-Einrichtung verwendet wird, wie sie in der
DE 10 2014 115 497 beschrieben wird.

[0020] Die Vorrichtung besitzt eine im Wesentlichen
um eine Zentrumslinie Z rotationssymmetrische An-
ordnung zweier Gehause 1, 2. Ein erstes Gehause
bildet ein Quellengehause 2, das von einem Vorrich-
tungsgehause umgeben ist, das ein zweites Gehause
1 bildet. Zwischen der Innenwandung des Gehauses
1 und der AuRenwandung des im Gehduse 1 ange-
ordneten Quellengehauses 2 befindet sich ein Hohl-
raum. Innerhalb des Quellengehauses 2 befindet sich
ebenfalls ein Hohlraum. Das Quellengehause 2 ist an
einem Deckel 18 des Gehauses 1 befestigt, der fest
mit der zylindrischen Seitenwandung des Gehauses
1 oder der zylindrischen Seitenwand des Quellenge-
hauses 2 verbunden werden kann.

[0021] Durch den Deckel 18 ragen erste Gaszu-
leitungen 4 in den Hohlraum des Quellengehduses
2 hinein. Innerhalb des Quellengehduses 2 befin-
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den sich drei in Strdmungsrichtung hintereinander
angeordnete Verdampfungseinrichtungen 3, 3', 3",
die durch Hindurchleiten eines elektrischen Stroms
beheizbar sind und die aus einem offenporigen
Schaumkorper bestehen. Die Verdampfungseinrich-
tungen 3, 3', 3" filllen die Querschnittsflache der Hoh-
lung des Quellengehauses 2 vollstandig aus. Durch
die ersten Gaszuleitungen 4 wird mittels eines Tra-
gergasstroms ein fliissige oder feste organische Par-
tikel aufweisendes Aerosol eingespeist. Das Aero-
sol tritt aus Offnungen der ersten Gaszuleitung 4 in
eine der Verdampfungseinrichtungen 3, 3', 3" ein,
wo die Aerosolpartikel durch Aufnahme von Warme
verdampft werden. Hierzu wrid die Verdampfungs-
einrichtung 3, 3', 3" auf eine erhéhte Temperatur
T1 aufgeheizt, die hdher liegt als die Kondensati-
onstemperatur, also hdher als die Verdampfungstem-
peratur der organischen Partikel. Es bildet sich ein
erster Gasstrom 5, der den Dampf der verdampf-
ten Aerosolpartikel beinhaltet. Hinsichtlich der Funkti-
onsweise und weiterer Ausgestaltungsmdglichkeiten
der Verdampfungseinrichtungen 3, 3, 3" wird auf die
DE 10 2014 109 196 verwiesen.

[0022] Durch einen querschnittsverjingten Ab-
schnitt tritt der erste Gasstrom 5 in einen ersten
Gasaustrittskanal 6, der einen kreisscheibenférmigen
Querschnitt aufweist und der von einem Miindungs-
abschnitt des Quellengehduses 2 gebildet wird, der
eine Rohrform aufweist. Der Miindungsabschnitt bil-
det eine Stirnseite 19 aus, die eine Austrittséffnung
des ersten Gasaustrittskanals 6 umgibt.

[0023] Der Stirnseite 19 liegt eine Stufe 20 gegen-
Uber, die von einem Wandungsabschnitt des Ge-
hauses 1 ausgebildet wird. An die Stufe 20 schliel3t
sich eine Transportleitung 7 an, die den ersten Gas-
strom 5 zu einer Prozesskammer einer CVD- oder
einer PVD-Einrichtung leitet, in der auf einem Sus-
zeptor aufliegenden Substraten eine OLED-Schicht
abgeschieden wird. Hinsichtlich méglicher Ausgestal-
tungen eines Transportleitungssystems wird auf die
DE 10 2014 115 497 verwiesen.

[0024] Im Deckel 18 befinden sich gegenliber den
ersten Gaszuleitungen 4 nach radial auf3en versetzte
zweite Gaszuleitungen 8, durch die ein Trager- oder
Spilgas in die das Quellengehduse 2 umgebende
Hohlung des Gehauses 1 eingespeist werden kann,
so dass sich ein zweiter Gasstrom 9 ausbildet, der
am Quellengehduse 2 vorbeistrémt. Der zweite Gas-
strom 9 strédmt durch einen kreisringférmigen Hohl-
raum, der sich in Stromabwartsrichtung querschnitts-
vermindert und dort einen zweiten Gasaustrittskanal
10 ausbildet. Eine Innenwandung des zweiten Gas-
austrittskanals 10 wird von dem rohrférmigen Endab-
schnitt des Quellengehduses 2 ausgebildet. Der rohr-
férmige Endabschnitt bildet somit mit seiner Innen-
seite eine Wandung des ersten Gasaustrittskanals 6
und mit seiner AuRenseite eine Wandung des zwei-
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ten Gasaustrittskanals 10 aus. Der zweite Gasaus-
trittskanal 10 umgibt den ersten Gasaustrittskanal 6
ringférmig. Eine zweite Wandung des zweiten Gas-
austrittskanal 10 wird von einem Abschnitt des Ge-
hauses 1 ausgebildet. Der zweite Gasaustrittskanal
10 miindet in einen Spaltraum 17, der ringférmig die
Mundungséffnungen des ersten Gasaustrittskanal 6
beziehungsweise der Transportleitung 7 umgibt. Er
erstreckt sich zwischen der Stirnseite 19 und der Stu-
fe 20.

[0025] Um zu vermeiden, dass der im ersten Gas-
strom 5 enthaltene Dampf von verdampften orga-
nischen Ausgangsstoffen in den kalteren Bereich
des zweiten Gasaustrittskanals 10 stromt, ist an der
Schnittstelle zwischen zweitem Gasaustrittskanal 10
und erstem Gasaustrittskanal 6 eine Diffusionsbar-
riere 11 vorgesehen. Sie verhindert die Rickdiffusi-
on von organischem Dampf in die das Quellengehau-
se 2 umgebende Hohlung, deren Wande auf einer
Temperatur T2 gehalten sind, die niedriger ist als die
Kondensationstemperatur des Dampfes, der sich an-
sonsten dort niederschlagen kdnnte.

[0026] Die Diffusionsbarriere 11 besteht aus meh-
reren flachen und ringférmigen Barriereelementen
12, 14, 16. Die Barriereelementen 12, 14, 16 besit-
zen jeweils einen festen Rand, mit dem sie an einer
Wandung des zweiten Gasaustrittskanals 10 befes-
tigt sind, und einen freien Rand, der von der jeweils
gegeniiberliegenden Wand des Gasaustrittskanals
10 beabstandet ist. Zufolge dieses Abstandsraums
und einer lediglich beriihrenden Anlage der verschie-
denen Wanden des Gasaustrittskanals 10 zugeord-
neten Barriereelementen 12, 14, 16 kann sich das
Mundungsende des Quellengehduses 2 relativ ge-
genuber dem Gehause 1 verlagern. Die Fig. 2 zeigt
eine Relativposition des Quellengehduses 2 gegen-
Uber dem Gehéuse 1, bei der die Zentrumsachsen Z
von Gehause 1 und Quellengehduse 2 tbereinstim-
men. Es handelt sich um eine zentrische Anordnung
des Quellengehduses 2 gegentiber dem Gehause 1.

[0027] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen eine exzentri-
sche Anordnung des Quellengehauses 2 gegeniber
dem Gehause 1. Ursache fir eine derartige exzentri-
sche Anordnung kann eine mechanische Verformung
des Quellengehauses 2 sein, die durch die erhéhte
Temperatur T1 innerhalb der Verdampfungseinrich-
tung 3, 3', 3" hervorgerufen wird. Die Temperatur
der Verdampfungseinrichtung 3, 3", 3" liegt héher als
die Kondensationstemperatur des Dampfes und ho-
her als die Wandungstemperatur T2 des Gehauses 1.

[0028] Einringscheibenférmiges Barriereelement 12
besitzt eine Vielzahl von auf einer Kreisbogenlinie
Uber den gesamten Umfang des Barriereelemen-
tes 12 angeordnete Gasdurchtrittséffnungen 13. Die
Gasdurchtrittséffnungen 13 sind unmittelbar der Au-
Renwandung des Quellengehduses 2 benachbart.
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Mit seinem festen Rand ist das Barriereelement 12
in einer ringférmigen Ausnehmung der Stirnseite 19
des Quellengehduses 2 beziehungsweise des Mun-
dungsabschnittes befestigt. Der freie Randabschnitt
des Barriereelementes 12 ist von der gegentiberlie-
genden Wand des zweiten Gasaustrittskanals 10, der
vom Gehause 1 gebildet ist, beabstandet.

[0029] Ein Barriereelement 14 ist in Strdomungsrich-
tung vor dem Barriereelement 12 an der radial innen
liegenden Wandung des zweiten Gasaustrittskanals
10 befestigt und besitzt ebenfalls gleichmaRig tber
eine kreisférmige Umfangslinie verteilt angeordnete
Gasdurchtrittséffnungen 15.

[0030] Ein Barriereelement 16 ist an der radial au-
Reren Wand des zweiten Gasaustrittskanals 10 mit
einem festen Randabschnitt befestigt. Dieses Barrie-
reelement 16 liegt zwischen den beiden Barriereele-
menten 12, 14 und bildet zwei voneinander wegwei-
sende Breitseitenflachen aus. An jeder dieser Breit-
seitenflachen liegt beriihrend eine Breitseitenflache
eines der Barriereelemente 12, 14 an. Der Abstand
der Barriereelemente 12, 14 voneinander entspricht
somit der Materialstdrke des Barriereelementes 16.
Die Barriereelemente 12, 14, 16 liegen berihrend
und dichtend aufeinander und kénnen sich relativ in
einer Ebene, die senkrecht zur Zentrumslinie Z ver-
lauft, verlagern, beispielsweise von der in den Fig. 2
und Fig. 3 dargestellten Position in die in den Fig. 6
und Fig. 7 dargestellte Position.

[0031] Die Gasdurchtrittséffnungen 13, 15 sind der-
art weit vom freien Rand der zugehérigen Barrie-
reelemente 12, 14 beabstandet, dass sie auch in
den extremen Verlagerungsstellungen nicht vom Bar-
riereelement 16 verschlossen ist. Das Barriereele-
ment 16 ragt deshalb nur um einen Abstand in den
zweiten Gasaustrittskanal 10 hinein, der kleiner oder
gleich ist dem Abstand der Gasdurchtrittséffnungen
13, 15 vom jeweiligen freien Rand des Barriereele-
mentes 12, 14. Die Barriereelemente 12, 14, 16 besit-
zen darlber hinaus auch eine derartige Breite, dass
sie sich auch bei einer maximalen Verlagerung des
Quellengehauses 2 gegeniiber dem Vorrichtungsge-
hause 1 ringsum Uberlappen. Hierzu bildet der ra-
diale Abstand der Gasdurchtritts6ffnungen 13, 15 ei-
nes gasdurchldssigen Barriereelementes 12, 14 von
seinem freien Rand einen ersten Abstand. Der Ab-
stand des freien Randes zum festen Rand des ga-
sundurchlassigen Barriereelementes 16, also dessen
radiale Breite, bildet einen zweiten Abstand. Ein drit-
ter Abstand wird vom freien Rand des gasdurchlas-
sigen Barriereelementes 12, 14 von seinem festen
Rand gebildet, also von dessen radialer Breite inner-
halb des zweiten Gasaustrittskanals 10. Ein vierter
Abstand ist die maximale Breite des Gasaustrittska-
nals 10, also der maximale Abstand der vom Quellen-
gehause 2 gebildeten Wandung zu der vom Gehause
1 gebildeten Wandung des Gasaustrittskanals 10. Es
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istinsbesondere vorgesehen, dass der erste Abstand
gréler ist als der zweite Abstand und dass die Sum-
me aus dem zweiten und dem dritten Abstand gréRer
ist, als der vierte Abstand.

[0032] Die Barriereelemente 12, 14, 16 sind bevor-
zugt aus einem korrosionsfesten Metall oder einem
keramischen Werkstoff gefertigt. Es handelt um sich
gegenseitig im Bereich ihrer freien Rander bertihrend
und dichtend Uberlappende Barriereelemente 12, 14,
16, wobei die Barriereelemente 12, 14, 16 eine kreis-
ringférmige Gestalt aufweisen und ein Barriereele-
ment 16 nicht gasdurchlassig ist und bevorzugt zwei
fest mit derselben Wand des Gasaustrittskanals 10
verbundene Barriereelemente 12, 14, Gasdurchtritts-
6ffnungen 13, 15 aufweisen, die bevorzugt versetzt
zueinander angeordnet sind. Durch eine stromauf-
wartige Gasdurchtrittséffnung 15 tritt der zweite Gas-
strom 9 in eine ringférmige Zwischenkammer ein,
die zwischen den beiden Barriereelementen 12, 14
ausgebildet ist. Aus dieser Zwischenkammer tritt der
zweite Gasstrom 9 durch die Gasaustrittséffnungen
13 hindurch in den Spaltraum 17 ein, der ringférmig
die Mindung der Transportleitung 7 umgibt. Aus dem
Spaltraum 17 tritt der zweite Gasstrom 9 zusammen
mit dem aus dem ersten Gasaustrittskanal 6 aus-
tretenden ersten Gasstrom 5 in die Transportleitung
7 ein, wo sich die beiden Gasstrome mischen. Der
zweite Gasstrom 9 kann von einem reaktionstragen
Inertgas gebildet sein. Der erste Gasstrom 5 enthalt
das durch die erste Gaszuleitung 4 eingespeiste, ins-
besondere inerte Tragergas und den in der Verdamp-
fungseinrichtung 3, 3', 3" gebildeten Dampf. Mit der
Einspeisung des zweiten Gasstroms 9 in den ersten
Gasstrom 5 findet somit eine Verdinnung statt.

[0033] Die vorstehenden Ausflhrungen dienen der
Erlauterung der von der Anmeldung insgesamt er-
fassten Erfindungen, die den Stand der Technik zu-
mindest durch die folgenden Merkmalskombinatio-
nen jeweils auch eigenstandig weiterbilden, namlich:
Vorrichtung zum Bereitstellen eines Prozessgases
in einer Beschichtungseinrichtung mit einem Geh&u-
se 1 und einem darin angeordneten, eine Verdamp-
fungseinrichtung 3, 3', 3" fir flissige oder feste Aus-
gangsstoffe beinhaltendes Quellengehduse 2, mit ei-
ner ersten Gaszuleitung 4 in das Quellengehduse
2 zum Erzeugen eines ersten Gasstromes 5 durch
das Quellengehause 2, mit einem ersten Gasaus-
trittskanal 6 zum Austritt des ersten Gasstroms 5 aus
dem Quellengehduse 2 in eine Transportleitung 7,
mit einer zweiten Gaszuleitung 8 in das Gehause 1
zum Erzeugen eines zweiten Gasstroms 9 durch das
Gehause 1 ausserhalb des Quellengehduses 2 und
mit einem zweiten Gasaustrittskanal 10 zum Austritt
des zweiten Gasstroms 9 aus dem Gehause 1 in die
Transportleitung 7, der den ersten Gasaustrittskanal
6 umgibt und in dem eine Rickdiffusionsbarriere 11
angeordnet ist.
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[0034] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Ruckdiffusionsbarriere 11 derart aus-
gebildet ist, dass eine Lageveranderung zweier ins-
besondere sich gegeniiberliegender Wandabschnitte
des Gasaustrittskanals 6 relativ zueinander ermdg-
licht ist.

[0035] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Ruckdiffusionsbarriere 11 mindes-
tens ein erstes unbeweglich am Quellengehause 2
befestigtes Barriereelement 12 und mindestens ein
zweites unbeweglich am Gehause 1 befestigtes Bar-
riereelement 16 aufweist, wobei sich die beiden Bar-
riereelemente 12, 16 dichtend und gegeneinander
verlagerbar bertihren und zumindest ein Barriereele-
ment 12, 16 gasdurchlassig ist.

[0036] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
netist, dass ein gasdurchlassiges Barriereelement 12
der Ruckdiffusionsbarriere 11 eine Vielzahl von Gas-
durchtritts6ffnungen 13 aufweist.

[0037] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass ein nicht gasdurchlassiges Barriereele-
ment der Ruckdiffusionsbarriere 11 mit voneinander
wegweisenden Flachen jeweils berlhrend an einem
Gasdurchtrittséffnungen 13, 15 aufweisenden Barrie-
reelement 12, 14 anliegt.

[0038] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Riickdiffusionsbarriere 11 zumindest
ein Barriereelement 12, 14 aufweist, das mit einem
festen Rand an einer vom Quellengehduse 2 gebilde-
ten Wand des zweiten Gasaustrittskanals 10 befes-
tigt ist und einen freien Rand aufweist, der von der ge-
genuberliegenden, vom Gehause 1 gebildeten Wand
des zweiten Gasaustrittskanals 10 beabstandet ist,
und zumindest ein Barriereelement 16 aufweist, das
mit seinem festen Rand an der vom Gehause 1 ge-
bildeten Wand des zweiten Gasaustrittskanals 10 be-
festigt ist und dessen freier Rand von der gegentiber-
liegenden, vom Quellengehduse 2 gebildeten Wand
des zweiten Gasaustrittskanals 10 beabstandet ist.

[0039] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Barriereelemente 12, 14, 16 fla-
che, ringférmige Koérper sind, die in Strémungsrich-
tung des zweiten Gasstroms 9 abwechselnd an einer
vom Quellengehduse 2 ausgebildeten Innenwand
des zweiten Gasaustrittskanals 10 oder an einer vom
Gehause 1 ausgebildeten AuRenwandung des zwei-
ten Gasaustrittskanals 10 angeordnet sind.

[0040] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass ein erster Abstand der Gasdurchtritts-
offnungen 13, 15 eines gasdurchlassigen Barriere-
elementes 12, 14 vom freien Rand des Barriereele-
mentes 12, 14 groRer ist als ein zweiter Abstand des
freien Randes eines gasundurchlassigen Barriereele-
mentes 16 zu seinem festen Rand und die Summe
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aus dem zweiten Abstand und einem dritten Abstand
des freien Randes des gasdurchlassigen Barriereele-
mentes 12, 14 von seinem festen Rand gréRer ist als
ein maximal mdéglicher Abstand der beiden die Bar-
riereelemente 12, 14, 16 haltenden Wandabschnitte
des zweiten Gasaustrittskanals 10.

[0041] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die aus mehreren Barriereelementen 12,
14, 16 bestehende Ruckdiffusionsbarriere 11 an ei-
nem freien stromabwartigen Ende eines an einem
Deckel 18 des Gehauses 1 befestigten Quellenge-
hause 2 angeordnet ist, dessen Stirnseite 19 in Ver-
tikalrichtung von einer Stufe 20 beabstandet ist, so
dass Gasdurchtrittséffnungen 13 der Diffusionsbar-
riere 11 in einen Spaltraum 17 minden.

[0042] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass der freie Gasdurchtrittsquerschnitt der
Diffusionsbarriere sich bei einer Verlagerung der Bar-
riereelemente 12 gegeneinander unverandert bleibt.

[0043] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Verdampfungseinrichtung 3, 3', 3"
auf eine Temperatur T1 aufheizbar ist, die groRer ist,
als eine Temperatur T2 des Gehauses 1.

[0044] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Verdampfungseinrichtung 3, 3', 3"
von offenporigen Festschaumkdérpern gebildet ist, die
durch Hindurchleiten eines elektrischen Stromes auf
eine erhdhte Temperatur T1 aufheizbar sind.

[0045] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Vorrichtung Teil einer CVD- oder
PVD-Einrichtung ist, die eine Prozesskammer auf-
weist, in welche die Transportleitung 7 mindet und in
welcher ein Substrat beschichtet wird.

[0046] Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich, aber
auch in Kombination untereinander) erfindungswe-
sentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hier-
mit auch der Offenbarungsinhalt der zugehdrigen/
beigefligten Prioritdtsunterlagen (Abschrift der Vor-
anmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu
dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Anspri-
che vorliegender Anmeldung mit aufzunehmen. Die
Unteranspriiche charakterisieren mit ihren Merkma-
len eigenstandige erfinderische Weiterbildungen des
Standes der Technik, insbesondere um auf Basis die-
ser Anspriche Teilanmeldungen vorzunehmen.

Bezugszeichenliste

Gehéause
Quellengehause
Verdampfungseinrichtung
Verdampfungseinrichtung
Verdampfungseinrichtung
erste Gaszuleitung

AR wwn-
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erster Gasstrom

erster Gasaustrittskanal
Transportleitung

zweite Gaszuleitung
zweiter Gasstrom
zweiter Gasaustrittskanal
Diffusionsbarriere
Barriereelement
Gasdurchtritts6ffnung
Barriereelement
Gasdurchtritts6ffnung
Barriereelement
Spaltraum

Deckel

Stirnseite

Stufe

Zentrumslinie
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Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum Bereitstellen eines Prozess-
gases in einer Beschichtungseinrichtung mit einem
Gehause (1) und einem darin angeordneten, eine
Verdampfungseinrichtung (3, 3, 3") fur flissige oder
feste Ausgangsstoffe beinhaltendes Quellengehduse
(2), mit einer ersten Gaszuleitung (4) in das Quel-
lengehause (2) zum Erzeugen eines ersten Gasstro-
mes (5) durch das Quellengehduse (2), mit einem
ersten Gasaustrittskanal (6) zum Austritt des ersten
Gasstroms (5) aus dem Quellengehause (2) in eine
Transportleitung (7), mit einer zweiten Gaszuleitung
(8) in das Gehause (1) zum Erzeugen eines zwei-
ten Gasstroms (9) durch das Gehause (1) ausser-
halb des Quellengehduses (2) und mit einem zweiten
Gasaustrittskanal (10) zum Austritt des zweiten Gas-
stroms (9) aus dem Gehause (1) in die Transportlei-
tung (7), der den ersten Gasaustrittskanal (6) umgibt
und in dem eine Rickdiffusionsbarriere (11) angeord-
net ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ruckdiffusionsbarriere (11) der-
art ausgebildet ist, dass eine Lageveranderung zwei-
er insbesondere sich gegenuberliegender Wandab-
schnitte des Gasaustrittskanals (6) relativ zueinander
ermoglicht ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ruckdiffusionsbarriere (11) min-
destens ein erstes unbeweglich am Quellengehause
(2) befestigtes Barriereelement (12) und mindestens
ein zweites unbeweglich am Geh&use (1) befestigtes
Barriereelement (16) aufweist, wobei sich die beiden
Barriereelemente (12, 16) dichtend und gegeneinan-
der verlagerbar bertihren und zumindest ein Barrie-
reelement (12, 16) gasdurchlassig ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein gas-
durchléssiges Barriereelement (12) der Ruckdiffusi-
onsbarriere (11) eine Vielzahl von Gasdurchtrittsoff-
nungen (13) aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein nicht gasdurch-
I&ssiges Barriereelement der Riickdiffusionsbarriere
(11) mit voneinander wegweisenden Flachen jeweils
berGihrend an einem Gasdurchtritts6ffnungen (13, 15)
aufweisenden Barriereelement (12, 14) anliegt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ruckdiffusionsbarriere (11) zumindest ein Barriere-
element (12, 14) aufweist, das mit einem festen Rand
an einer vom Quellengehduse (2) gebildeten Wand
des zweiten Gasaustrittskanals (10) befestigt ist und
einen freien Rand aufweist, der von der gegeniiber-
liegenden, vom Gehause (1) gebildeten Wand des
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zweiten Gasaustrittskanals (10) beabstandet ist, und
zumindest ein Barriereelement (16) aufweist, das mit
seinem festen Rand an der vom Gehause (1) gebil-
deten Wand des zweiten Gasaustrittskanals (10) be-
festigt ist und dessen freier Rand von der gegeniiber-
liegenden, vom Quellengehause (2) gebildeten Wand
des zweiten Gasaustrittskanals (10) beabstandet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Barriereelemen-
te (12, 14, 16) flache, ringférmige Korper sind, die
in Strdmungsrichtung des zweiten Gasstroms (9) ab-
wechselnd an einer vom Quellengehause (2) ausge-
bildeten Innenwand des zweiten Gasaustrittskanals
(10) oder an einer vom Gehause (1) ausgebildeten
AuRenwandung des zweiten Gasaustrittskanals (10)
angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Ab-
stand der Gasdurchtritts6ffnungen (13, 15) eines gas-
durchlassigen Barriereelementes (12, 14) vom frei-
en Rand des Barriereelementes (12, 14) groRer ist
als ein zweiter Abstand des freien Randes eines ga-
sundurchlassigen Barriereelementes (16) zu seinem
festen Rand und die Summe aus dem zweiten Ab-
stand und einem dritten Abstand des freien Ran-
des des gasdurchlassigen Barriereelementes (12,
14) von seinem festen Rand grofer ist als ein ma-
ximal moglicher Abstand der beiden die Barriereele-
mente (12, 14, 16) haltenden Wandabschnitte des
zweiten Gasaustrittskanals (10).

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus
mehreren Barriereelementen (12, 14, 16) bestehen-
de Ruckdiffusionsbarriere (11) an einem freien strom-
abwartigen Ende eines an einem Deckel (18) des Ge-
hauses (1) befestigten Quellengehduse (2) angeord-
net ist, dessen Stirnseite (19) in Vertikalrichtung von
einer Stufe (20) beabstandet ist, so dass Gasdurch-
tritts6ffnungen (13) der Diffusionsbarriere (11) in ei-
nen Spaltraum (17) minden.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der freie
Gasdurchtrittsquerschnitt der Diffusionsbarriere sich
bei einer Verlagerung der Barriereelemente (12) ge-
geneinander unverandert bleibt.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
dampfungseinrichtung (3, 3', 3") auf eine Temperatur
(T1) aufheizbar ist, die grofer ist, als eine Tempera-
tur (T2) des Gehauses (1).

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
dampfungseinrichtung (3, 3', 3") von offenporigen
Festschaumkorpern gebildet ist, die durch Hindurch-
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leiten eines elektrischen Stromes auf eine erhdhte
Temperatur (T1) aufheizbar sind.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung Teil einer CVD- oder PVD-Einrichtung ist, die
eine Prozesskammer aufweist, in welche die Trans-
portleitung (7) mindet und in welcher ein Substrat be-
schichtet wird.

14. Vorrichtung, gekennzeichnet durch eines oder
mehrere der kennzeichnenden Merkmale eines der
vorhergehenden Anspriiche.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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